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Kapiel do niklowania z potysiiem o duzej zdolnosci mikrowygtadzania
w zakresie niskich gestosci pradu

Przedmiotem wynalazku jest kapiel do niklowania z potyskiem o duzej zdolnosci mikrowygtadzania
w zakresie niskich gestosci pradu, o wysokiej wydajnosci katodowej, i 0 duzej zdolnosci krycia w gtab powtoka
btyszczaca. ~

Znany jest fakt, ze wprowadzajgc do podstawowej kzgpieli niklowej typu Wattsa substancje blaskotwdrcze
mozna osiagnac potysk powtok niklowych. Jakos$é powtck niklowych iich whasnosci sa zalezne od zestawu
substancji blaskotwoérczych. Wtasciwie dobrany zestaw substancji blaskotworczych wptywa na takie wtasnosci
powtok i kapieli, jak potysk powtok, zakres potysku, plastyczno$é powtok, wydajnosé katodowa, zdoino$é
- wygtadzania pcdtoza, brak wrazliwosci na okreslone rodzaje zanieczyszczer i podobne.

Badania naukowe ipraktyka wykazaty, 2e najlepsze wyniki uzyskuje sie przy stosowaniu
wielosktadnikowych zestawdw substancji blaskotwdrczych. O jakosci uzyskiwanych powtok i pracy kapieli
decyduje dobdr skiadnikdw substancji blaskotworczych i stezenie tych skiadnikdw. Niewielkie juz zmiany
ilosciowe i jakosciows w zestawie powodujq istotne zmiany w pracy kapieli i jakosci otrzymywanych powtok.

Celem wynalazku jest opracowanie zestawu substancji blaskotwérczych do nikiowania z potyskiem
umozliwiaijgcego uzyskiwania wysokiej zdolnosci krycia wagigb powiokg blyszczaca, zwtaszcza na
powierzchniach mikroporowatych, wysokiej wydajnoici katodowej i mikrowygtadzania w zakresie niskich
ggstosci pradu. Postawiony ce! udato sie zrealizowaé, gdyz ckazato sie, Zze pieciosktadnikowy zestaw substancji 3
blaskotwoérczych spetnia postawione wymagania. Zestaw ten sktada sie z: 0,1 do 10g/l imidu kwasu
benzoesowego, 0,1 do 5g/! soli metali alkalicznych z ! grupy ukiadu akresowego sulfonowych kwaséw
alifatycznych zawierajacych w taricuchu podwdjne wigzania, 0,1 do 5 g/l aldehydu alifatycznego, 0,01 do 5 g/l
formylobutindiolu lub produktéw jego hydrolizy oraz 0,01 do 5 g/l produktéw jego metylowania.

Kapiel wedtug wynalazku ma szeroki zakres osadzania powtok btyszczacych. Zakres ten wynosi od 0,02
do 18 A/drn?®. Wydajnosé katodowa kapieli jest bardzo wysoka i wynosi 97%. Tak wysoka wydajnos¢ kapieli
praktycznie uniemozliwia powstawanie defektéw powierzchniowych w postaci pitingu ze wzg!edu na niewielka
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ilo§¢ wydzielonego wodoru. Plastyczno$¢ powtok z tej kapieli jest rowniez wysoka i wynusi powyze] €%.
Zdolno$¢ wygtadzania nieréwnosci podtoza jest wysoka i wynosi 86%, przy czym zdolnois ta rozciaga sig
réwniez na mikrowygtadzanie w zakresie niskich gestosci pradu. h

Przyktad. Do kapieli zawierajacej 350 g/l siarczanu nikiawego NiSC,-7H,0, 30 9/! chiorku nikiawero
NiCl, *6H,0, 40 g/! kwasu borowego i 50 g/l siarczanu magnezowego MaSQ, - 7H, O, dodano 0,6 g/! imidu kwasu
o-sulfobenzoesowego iub jego soli, 0,4y/t aldehydu octowego, 0,4g¢/i formylobutindiolu, ¢ 3g/!
1-metoksy-2-butyn-4 sulfonianu sodowego i0,5 g/l winylosuifonianu sodowego. Kapiel ta pizy eksploatacji
w temperaturze otoczenia przy gestosci 2 A/dm* dawata powtoki odpowiadajace natozonym wymaganiom.

Zastrzezenie patentowe

Kapiel do nikiowania z potyskiem o duzej zdoinosci mikrowygtadzania w zakresie niskich gestosci pradu,
znamienna tym, 2e jako substancje blaskotwoércze zawiera réwnoczesnie 0,1 do 10 g/l imidu kwasu
benzoesowego, 0,1 do 5g/l soli metali alkalicznych z ! grupy ukfadu okresowego suifonowych kwaséw
alifatycznych zawierajgeych w faricuchu podwdjne wigzanie, 0,1 do 5 g/l aidehydu alifatycznego, 0,01 do 5g/i
formylobutindialu.lub produktéw jego hydrolizy oraz 0,01 do 5 g/l produktéw jego metylowanic.
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